Technicka specifikace

Zafizeni na povrchovou upravu optickych prvki

Popis systému

Obecny popis systému

-Systém ma byt pIné automaticky a koncipovan pro aplikace tenkych vrstev na optické prvky presné optiky s
vyuzitim pro vyzkum v oblasti zvySovani uZitnych vlastnosti oftalmologickych cocek, dale pak v oblasti
zkoumani vlastnosti pevnych latek z hlediska chemické stability a mechanické odolnosti, zejména adhezi ke

sklu.
- PE-PVD proces

-Systém ma byt pfizplsobitelny pro variabilni materialy a rozméry substratd s mozZnosti pouZiti Sirokého

spektra nanaseného materialu.

-Systém mé umoznovat nanaSeni vrstev stejné tloustky i na znacné vypouklé plochy (polokoule)
-Provedeni stroje musi spliiuje normativni podminky odpovidajici ¢eskym harmonizovanym normam.

Rozméry a vybaveni

Vnitini rozmér komory minimalné:

vySka 900 mm

primér komory 800 mm
Celni dvefe se dvéma okny vybavenymi polarizaénim filtrem

Kalota se Ctyfmi segmenty - 2 sety

Planetovy systém — primér planet min. 320 mm — 3 ks
Elektronové délo (typ EV- M8 nebo lepsi), kapsy 4 x 35 ccm

RF — Plasma , 2000 W RF vykonu

Odporové zahfivané evaporacni zafizeni

Krystalové méreni tlouStky nandSenych vrstev
(nebo optické méreni tloustky nanaSenych vrstev)

Ohfev substrati

VesSkera periferni zafizeni nutnd k chodu zafizeni (v€etné chladi¢e chladici kapaliny)

Akceptacni procesy

1) Konec¢né vakuum

Cilovy tlak (po Cerpani 24 hod. v mbar):

Cas cerpani
Tlak po 60 min. ¢erpani v mbar

Rychlost dosazeni vakua (do dosazeni p=8x10E- 6mbar)

2) Proces BBAR

Vinovy rozsah

Antireflex @ 420 nm - 580 nm
Antireflex @ 580 nm — 690 nm
A0l

Substrat

Primeér substrati

3) Proces Edge Filtr

Vinovy rozsah

Transmittance @ 420 nm - 605 nm
Transmittance @ 605 nm +- 1%
AOI

Substrat

p<=b5x10E-7
p<=1x10E-6
t<45 min
hodnota
R <=0,8%
R <=0,3%
0 stupnd
B 270
27 mm
hodnota

Taverage >=90,0% Tmin >=80,0%
T< =3%

0 stupnd

B 270



Primér substrati 27 mm

4) Proces Cold Mirrors

=13
Co

A0l 45 stup
Vrstvy naneseny na vnitfni stranu ColorSpotu

OPTIKA TENKYCH VRSTEV

Tenkou dielektrickou vrstvou se rozumi planparalelni vrstva homogenniho izotropniho dielektrika, jejiz
tlouStka je mala ve srovnani s koherenéni délkou svétla na ni dopadajiciho, takZze viny odrazené od ploch
vrstvy spolu mohou interferovat. V uz$im smyslu rozumime v technické optice tenkou vrstvou vrstvu, na niz
Ize pozorovat interferenci svétla ve svétle dennim — bilém. ProtoZe koherencni délka bilého svétla je asi 5
mikrometr(, je tenkou vrstvou dielektricka vrstva tlusta asi 1 mikrometr a méné.
NanasSeni tenkych vrstev v optice, elektrotechnice atd., spocivaji na principech fyzikalnich, chemickych,
tepelnych nebo elektrochemickych. Ugel nana$eni je funkéni (zrcadla, antireflexni vrstvy, filtry, ) nebo
dekorativni (napf. bizuterie), antikorozivni, atd..
V optice jde nejCastéji o odrazivost, o déleni svazku (polopropustné vrstvy), o zmenSeni odrazivosti ploch
optickych prvki a o filtry.
Pro nanaSeni tenkych vrstev se nejéastéji pouzivaji technologie

a) napafrovani ve vakuu

b) napraSovani ve vakuu (ve zfedénych plynech)
a)
Pfi procesu napafovani je napafovany material ve vakuu roztaven na teplotu, pfi které se vyparuje nebo
sublimuje, pficemZ vznikd dostatecny tlak par. Molekuly nebo atomy odpafeného materiadlu se §ifi ve vakuu od
zdroje v8emi sméry a kondenzuji na chladnych zasazenych plochéach.
Roztaveni nanaseného materidlu se provadi pomoci topného téliska nebo elektronovym svazkem
(elektronové délo — elektron beam ).
b)
Katodové napraSovani tenkych vrstev spociva v ozafovani (bombardovani) napraSovaného materialu tézkymi
kationty s vysokou energii. RozpraSovany material (ter¢) je zapojen jako katoda, anodu tvofi recipient
aparatury nebo jeho ¢ast. Jako ionizovany plyn se pouZivd nejcastéji argon.

Vyuziti technologie v ramci projektu VTP RUMBURK.

Zafizeni, které bylo vybrano ve vybérovém fizeni, je koncipovano jako napafovaci a to jak
pomoci elektronového svazku tak odporové zahfivané misky. Pro zlepSeni vlastniho
procesu nanaseni vrstev se pouZiva asistence plasmy.Existuje nékolik technologii riizné
nazyvanych (PVD, PAID , RF Plasma ..)

V R se pouZiva mnoho zafizeni na vyrobu tenkych vrstev a to hlavné pro dekorativni
ticely a pro nanaseni vrstev na fezné nastroje. Tato zafizeni vSak nemaji dostatecnou
piesnost co do nanesené tlouStky jednotlivych vrstev a neumozZiuji nanaset vrstvy
potiebnych vlastnosti.

Umisténim kvalitni technologie v TPC umozni specializovany vyzkum a vyvoj
antireflexnich vrstev specifickych vlastnosti, interferen¢nich, dichroickych a jinych
filtria pfipadné teplych a studenych zrcadel riznych vlastnosti véetné poloprovoznich
zkouSek vyroby.






